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@ Verfahren zum Herstellen eines mit einem dotierten Leuchtstoff beschichteten Substrats sowie Vorrichtung 
2um Bedampfen eines Substrats mit einem Beschichtungsstoff 

@ Verfah ren zum Herstellen efnes mit einem dotierten 
Leuchtstoff beschichteten Substrats, wobei ein pulver- 
oder granulatformiger, dotierter Leuchtstoff in einer Be- 
dampfungskammer einer Bedampfungsvorrichtung im 
Vakuum auf eine erwarmte Verdampfungsquelle gegeben 
wird, wo er sofort verdampft und sich auf dem Substrat 
abscheidet. 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifFt ein Verfahren zum Herstellen eines 
mit einem dotierten Leuchtstoff beschichteten Substrats. 

Solche Substrate werden beispielsweise fur Strahlungsde- 5 
tektoren, die im Rahmen rontgentechnologischer Anwen- 
dungen, wie beispielsweise der Radiologic oder der Mam- 
mographie eingesetzt werden, verwendet. Mittels solcher 
Detektoren und insbesondere der leuchtstoffbeschichteten 
Substrate ist es moglich, die einfallende Strahlung in mittels 10 
entsprechend nachgeschaiteter Elektronik ausles- und verar- 
beitbare Information umzuwandeln. Als hierfiir geeignete 
dotierte Leuchtstoffe kommen Gallium-doderte Systeme, 
wie beispielsweise CsBrrGa, RbBnGa oder CsLGa zum 
Einsatz. Als DotierstofF dient in einem Fall GaBr, im ande- 15 
ren Fall Gal. 

Problemadsch insbesondere bei dem Dotierstoff GaBr ist 
seine Instabilitat, dieser Stoff ist nicht isoHert darstellbar. 
Aus US 5 736 069 ist ein Verfahren zum Erzeugen einer 
dortierten Leuchtstoffschicht auf einem Substrat bekannt, 20 
gemaB welchem die AusgangsstofFe fur den Leuchtstoff ent- 
sprechend der gewunschten Dotierung zunachst gemischt, 
anschlieBend bei beispielsweise 400'*C getrocknet und hier- 
nach bei hoher Temperatur (z. B. 925°C) ein Einkristail des 
Leuchtstofifes geziichtet wird, Der pulverformige Leucht- 25 
stoff wird durch Mahlen des Einkristalls gewonnen und in 
einer Losung eines Bindematerials (z. B. Polyethylenacry- 
lat) in einem Losungsmittel (z. B. Ethylenacetat) disper- 
giert. Das eigentliche Leuchtstoffsubstrat, beispielsweise 
die LeuchtstoflffoUe, wird durch Beschichten (Aufrollen 30 
oder Sedimentieren) des Substrats mit der Dispersion und 
anschliefiendem Trocknen hergestellt. 

Eine weitere Moglichkeit der Beschichtung besteht darin, 
den doderten Leuchtstoff im Rahmen einer gemeinsamen 
Verdampfung (Co-Verdamfung) zweier Stoff im Vakuum 35 
mittels zweier Verdampfungsquellen unter Verwendung ei- 
ner Bedampfungsvorrichtung aufzubringen. Die ge- 
wiinschte Dotierung wird iiber die unterschiedlichen Kon- 
densationsraten des Rontgenabsorberstoffes (im allgemei- 
nen ein Alkalihalogenid, z. B. Csl, CsBr) und des Dotie- 40 
rungsmaterials, z. B. TU, eingesteUt. Im Rahmen eines sol- 
chen Verfahrens konnen aber nur solche Leuchtstoffe er- 
zeugt werden, deren Dotierungsmaterial chemisch stabil 
oder zumindest als pulverformiges Material isohert herstell- 
bar ist, was hinsichtlich des DoUerungsstoffes GaBr aber ge- 45 
rade nicht moglich ist. 

Der Erfindung liegt damit das Problem zugrunde, ein ver- 
bessertes Verfahren zum Herstellen eines mit einem dotier- 
ten Leuchtstoff beschichteten Substrats anzugeben. 

Zur Losung dieses Problem ist bei dem erfindungsgema- 50 
Ben Verfahren vorgesehen, da6 ein pulver- oder granulatfor- 
miger, dotierter Leuchtstoff in einer Bedampfungskammer 
einer Bedampfungsvorrichtung im Vakuum auf eine er- 
warmte Verdampfung squelle gegeben wird, wo er sofort 
verdampft und sich auf dem Substrat abscheidet, wobei er- 55 
findungsgemaB ein mit Gallium dotierter Leuchtstoff ver- 
wendet werden kann. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren geht von einem im Pul- 
ver- oder Granuiatfonn vorliegenden, bereits dotierten 
Leuchtstoff aus, wie er beispielsweise gemiiB US 5 736 069 60 
herstellbar ist, Dieser insoweit "fertige" Leuchtstoff, der nun 
ledighch noch zur Herstellung des Substrats auf selbiges 
aufzubringen ist, wird im Vakuum der Bedampfungskam- 
mer einer "Blitz verdampfung" unterworfen, indem er auf 
eine hochgeheizte Verdaiiipfungsquelle gegeben wird, auf 65 
welcher er unmiltelbar nach dem Auftreffen verdampft, und 
anschlieBend auf dem Substrai unier Bildung der Beschich- 
tung kondensiert. Die Blilzverdarnpfung emioglicht es mit 
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besonderem Vorteil eine Entraischung des dotierten Leucht- 
stoffes, der aus dem Ronigenabsorbermaterial und dem Do- 
tierstoff besteht, zu vermeiden, was der Fall ware, wenn die- 
ser pulver- oder granulatformige Leuchtstoff einer allmahli- 
chen Verdampfung, bei welcher er erst z. B. von Raumtem- 
peratur ausgehend hochgeheizt wird, zu besorgen ware. Auf 
diese Weise kann unter Ausnutzung der vielen Vorteile eines 
Aufdampfverfahrens im Hinblick auf die Schichteigen- 
schaften eine dotierte Leuchtstoffschicht und insbesondere 
eine mit Gallium dotierte Leuchtstoffschicht in einem Auf- 
dampfverfahren hergestellt werden, wobei es sich im Hin- 
bUck auf eine sofortige Verdampfung als zweckmaBig her- 
ausgestellt hat, wenn der verwendece pulver- oder granulat- 
formige Leuchtstoff einen mittieren Komdurchmesser < 
5 mm, insbesondere aus dem Bereich 0,05 mm bis 5 mm 
aufweist. 

ErfindungsgemaB kann der Leuchtstoff aus einem Vor- 
ratsbehalter mittels einer Fordereinrichtung zur Verdamp- 
ferquelle gebracht werden, wobei hierfur zweckmaBiger- 
weise ein Vibrations- oder Zentrifugalforderer verwendet 
wird. Durch Variation der Fordergeschwindigkeit karm vor- 
teilhaft die auf die VerdampfungsqueUe gegebene Leucht- 
stoffinenge eingesteUt werden, d. h,, auf diese Weise kann 
die Wachstumgeschwindigkeit der Leuchtstoffschicht be- 
einfluBt werden. Auch kann hierdurch das Verdampfungs- 
verhalten beeinfluBt werden, da hieriiber kontrolliert werden 
kann, daB nicht zuviel Leuchtstoff pro Zeiteinheit auf die 
VerdampfungsqueUe gegeben wird, was zu Verdampfungs- 
problemen fiihren kann. Der Leuchtstoff selbst kann vor 
Aufgabe auf die VerdampfungsqueUe in einen Aufnahme- 
trichter mit einer AuslaBofftiung gegeben werden, aus wel- 
cher er kontinuierUch und stetig auf die Verdampfungs- 
queUe rieselt. 

Altemativ zur Forderung des Leuchts toffs mittels der 
Fordereinrichtung kann der Leuchtstoff auch in einen mit ei- 
ner reversibel schlieBbaren AuslaBoffnung, deren Offnungs- 
grad zur EinsteUung der abgegebenen Leuchtstoffmenge er- 
findungsgemaB auch variiert werden kann, versehenen Auf- 
nahmetrichter gegeben werden. 

Als besonders zweckmaBig hat es sich erwiesen, wenn 
der in dem Vorratsbehalter und/oder der Fordereinrichtung 
und/oder dem Aufnahmetrichter befindUche Leuchtstoff ge- 
kiihlt wird, bevorzugt auf Raumtemperatur, so daB vermie- 
den wird, daB der Leuchtstoff bereits vor Aufgabe auf die 
VerdampfungsqueUe infolge der im Inneren der Bedamp- 
fungskammer herrschenden Temperatur teil weise abdampft. 
Die Temperatur im Inneren der Bedampfungskammer be- 
tragt ca. 150°C bis 250°C, wobei die Temperaturerhohung 
u. a. von dem wahrend der Bedampfung erfindungsgemaB 
erwarmten Substrat herriihrt Das Substrat selbst kann erfin- 
dungsgemaB wahrend der Bedampfung rotieren, wobei in 
diesem FaU die VerdampfungsqueUe zweckmaBigerweise 
exzentrisch zur Rotationsachse angeordnet sein kann, um 
eine gleichmaBige Beschichtung zu gewahrleisten. 

Weiterhin kann eine VerdampfungsqueUe mil Leucht- 
stoff-Dampfstrom leitenden Mitteln verwendet werden, wo- 
bei sich hierfur eine solche in Form eines seittich geschlos- 
senen Behaltnisses mit der Stromleitung dienenden Wanden 
als zweckmaBig erwiesen hat. Diese Wande ermoglichen 
zum einen, den abgehenden Leuchtstoff-Dampfstrom in 
Richtung des ggf. rotierenden Substrats zu kanalisieren und 
kontrolliert auf dieses zu leiten, daneben verhindem sie aber 
auch ein seitliches Spritzen des aufgegebenen Leuchtsloffs, 
wenn dieser wenngleich fur extrem kurze Zeitdauer in der 
fliissigen Phase vorliegt. 

Neben dem Verfahren betriffl die Erfindung t'emer eine 
Vorrichtung zum Bedampfen eines Substrats mit einem Be- 
schichtungssloff, insbesondere einem LcuchislotT, welche 
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zur Durchfuhrung des vorbeschriebenen Verfahrens geeig- 
net isL Diese Vorrichtung uinfaBt eine Bedampfungskam- 
mer, in der ein Vakuum erzeugbar ist und in der wenigstens 
eine Bedampfungsquelle vorgesehen isi, die mitteis eines 
zugeordneten Heizmittels envamibar ist, sowie zur Auf- 5 
nahme des pulver- oder granulatfbrmigen Beschichtungs- 
stoffes ausgebiideten Mittel, von denen oder mitteis welcher 
der Leuchtstoff auf die dazu separat angeordnete Verdamp- 
fungsquelle zur sofortigen Verdampfbng gebbar ist. 

Die Mittel umfassen erfindungsgemaB einen den Be- lo 
schichtungsstoff aufhehmenden Vonratsbehalter sowie eine 
diesem zugeordnete zur Fordereinrichtung, zweckmaBiger- 
weise in Form eines Vibrations- oder Zentrifiigalfbrderers, 
zum Fordem des Stoffes zur Verdampfungsqueile Femer 
kann ein der Fordereinrichtung, deren Fordergeschwindig- 15 
keit zur Einstellung der Abgabemenge variierbar ist, nach- 
geordneter Aufhahmetrichter mit einer Auslafioffnung vor- 
gesehen sein. 

GemaB dner ersten Erfindungsausgestaltung kann der 
Vonratsbehalter auBerhalb der Bedampfungskammer und die 20 
Fordereinrichtung sich in das Kammerinnere erstreckend 
angeordnet sein. Altemativ hierzu kann der Vorratsbeh alter 
und die Fordereinrichtung, und ggf. der Aufhahmetrichter, 
auch im Inneren der Bedampfiingskammer vorgesehen sein. 

Gemafi einer weiteren Erfindungsausgestaltung konnen 25 
die Mittel einen den Beschichtungsstoff aufeehmenden Auf- 
nahmetrichter mit einer reversibel schlieBbaren AusIai3off- 
nung umfassen, die zum Aufbringen des Beschichtungsstof- 
fes geoffhet wird, und deren OfFnungsgrad variierbar sein 
kann. Auch eine Kiihlung der Mittel kann vorgesehen sein. 30 

SchlieBlich konnen an der Verdampfungsqueile Mittel 
zum Leiten des Dampfstromes vorgesehen sein, wobei die 
Verdampfungsqueile hierfur vorteilhaft nach Art eines seit- 
lich geschlossenen Behaltnisses mit der Stromleitung die- 
nenden Wanden ausgebildet sein kann, welche vom Behalt- 35 
nisboden senkrecht oder unter einem Winkel dazu abstehen 
konnen. Die Seitenwande selbst konnen hierbei gezielt er- 
warmbar sein, wozu ggf. separate Heizmittel vorgesehen 
sein konnen. Neben der Moglichkeit, daB das Substrat unter 
Verwendung von geeigneten Mittein erwarmbar ist, kann 40 
das Substrat auch rotierbar sein, wobei die Verdampfungs- 
queile exzentrisch zur Rotationsachse angeordnet sein kann. 

Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten der Erfin- 
dung ergeben sich aus den im folgenden beschreiebenen 
Ausfuhrungsbeispielen sowie anhand der Zeichnungen. Da- 45 
bei zeigen: 

Fig. 1 eine Prinzipskizze einer erfindungsgemaBen Vor- 
richtung einer ersten Ausfuhrungsform, 

Fig. 2 eine Prinzipskizze einer Vorrichtung gemaB einer 
zweiten Ausfuhrungsform, 50 

Fig. 3 eine Vorrichtung gemaB einer dritten Ausfiihrungs- 
form in Form einer Prinzipskizze und 

Fig. 4 bis 10 verschiedene Ausfuhrungsformen von Ver- 
dampfungsquellen . 

Fig. 1 zeigt in Form einer Prinzipskizze eine erfindungs- 55 
gemaBe Vonichtung 1 zum Bedampfen eines Substrats mit 
einem Beschichtungsstoff, wobei von dieser Vorrichtung au- 
Bere Gehauseteile nicht dargestellt sind, sondem lediglich 
die Bedampfungskammer 2, auf die es hier entscheidend an- 
kommt. In dieser Bedampfungskammer ist uber nicht naher 60 
gezeigte Pumpenmittel ein Vakuum erzeugbar. Im Inneren 
der Bedampfungskammer 2 ist das Substrat 3 an entspre- 
chenden Haitemitteln anbringbar, wobei dieses Haltemittel 
auch fur eine Rotation des SubsU-ats 3 ausgebildet seine kon- 
nen. Dem Substrat 3 zugeordnet ist eine Heizeinrichtung 4, 65 
um das Substrat auf eine Temperatur von ca. 15(>~250°C zu 
erwarmen, was eine Optimiemng der Schichteigenschaften 
ermoglicht, wie beispielsweise die Leuchieigenschaften, 



z. B. Lichtausbeute oder die Modulationsiibetragungsfunk- 
tion (MTF), wobei die Temperatur kontrolliert und geregeli 
werden kann. 

Femer ist im Inneren eine Verdampfungsqueile 5 vorge- 
sehen, die elektrisch uber entsprechende Stromzufiihrungen 
6 heizbar ist. Auf diese Verdampfungsqueile 5 wird der zu 
verdampfende pulver- oder granulatformige, dotierte 
Leuchtstoff gegeben, wobei die Verdampfungsqueile 5 im 
Zeitpunkt der Aufgabe bereits hochgeheizt ist. Als ein sol- 
cher dotierter Leuchtstoff kann beispielsweise CsBnGa, 
RbBnGa oder auch CsLGa verwendet werden. Die Aufgabe 
des pulver- oder granulatformigen Leuchtstofifes, der einen 
mitUeren Komdurchmesser von bevorzugt 0,05 bis 5 mm 
aufweisen soUte, auf die bereits hochgeheizte Verdamp- 
fungsqueile fiihrt zu einer "Blitzverdampfung", d. h., der 
Leuchtstoff wird sofort bei Auftreffen auf die heiBe Ver- 
dampfungsqueile verdampft. Wie durch die Pfeile angege- 
ben, trifft der Dampfstrom auf das Substrat 3, wo er konden- 
siert und unter Erzeugung der Leuchtstoffschicht sich ab- 
scheidet. Fur eine gleichmaBige Beschichtung der Substrat- 
flache hinsichtlich der Flachenbelegung wird die Verdamp- 
fungsqueile, die bevorzugt aus einem Wolfram- oder Mo- 
lybdanblech besteht, bei einer rotierbam Anordnung des 
' Substrats 3 exzentrisch zur Rotationsachse des Substrats 3 
angeordnet. Das heiBt, das rotierende Substrat 3 wird quasi 
durch den relativ gerichtet nach oben stromenden Dampf 
hindurch gedreht. Fiir eine noch gerichtertere Verdampfung 
des Leuchtstoffs ist es vorteilhaft, die Verdampfungsqueile 
mit Seitenwanden zu versehen und auch diese mitzuheizen, 
wodurch der Dampfstrom einerseits kontrolliert und kanali- 
siert zur Kondensationsebene des rotierenden Substrats ab- 
gelenkt werden kann, zum anderen konnen beim wenngleich 
auch nur sehr kurzzeitigen Ubergang in die fiiissige Phase 
Spritzer vermieden werden. Auf die Ausgestaltung der Ver- 
dampfungsqueile wird nachfoigend noch eingegangen. 

Um den Leuchtstoff auf die Verdampfungsqueile 5 aufzu- 
geben, sind im gezeigten Beispiel Mittel 7, die den Leucht- 
stoff aufnehmen, vorgesehen. Diese Mittel 7 umfassen einen 
Vorratsbeh alter 8, in dem der pulver- oder granulatformige 
Leuchtstoff aufgenommen ist. Diesem auBerhalb der Be- 
dampfungskammer 2 angeordneten Vorratsbehalter 8 ist 
eine Fordereinrichtung 9, beispielsweise ein Vibrations- 
oder Zentrifugalforderer nachgeschaltet, die uber eine ent- 
sprechende Vakuumdurchfiihrung in das Innere der Be- 
dampfungskammer 2 fuhrt und im gezeigten Beispiel ober- 
halb der Verdampfungsqueile 5 endet. Bei diesem Ausfiih- 
rungsbeispiel wird also der dotierte Leuchtstoff von auBen 
in das Innere der Bedampfungskammer 2 gefordert, wobei 
die Verdampfungsrate iiber die steuerbare Fordergeschwin- 
digkeit und damit uber die steuerbare Aufgabemenge regel- 
und kontroUierbar ist. Bei Abgabe des Leuchtstoffs von der 
Fordereinrichtung rieselt dieser auf die Verdampfungs- 
queile, wo er infoige der hohen Temperatur der Verdamp- 
fungsqueile, die mindestens die Schmelztemperatur der ein- 
zehien LeuchtstofTkomponenten betragen muB, blitzartig 
verdampft. Es versteht sich, daB der von auBerhalb der Be- 
dampfungskammer 2 begin nende Zufbrderprozess derart er- 
folgt, daB das im Kammerinneren herrschende Vakuum 
nicht beeinU-achtigt wird. 

Fig. 2 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform einer erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung 1', die insoweit im Aufbau der 
aus Fig. 1 bekannten Vorrichtung entspricht, jedoch sind 
hier die Mittel T im Inneren der Bedampfungskammer 2 
vorgesehen, d. h., die urspriingliche Materialaufgabe wie 
auch die Forderung zur Verdampfungsqueile 5 findet im 
Kammerinneren stati. GemaB der Ausgestaltung nach Fig. 2 
umfassen die Mittel T femer einen der Fordereinrichtung 9' 
nachgeschalteien Aufnahmctrichter 10, an dessen unterem 
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Ende eine AuslaBoffnung U vorgesehen ist, aus welcher der 
LeuchtstofF dann kontinuierlich auf die Verdampfungsquelle 
5. Ein solcher Aufnahmetrichter kann auch bei den Mitteln 7 
gemaB Fig. 1 vorgesehen sein. Der Aufnahmetrichter kann 
auch am AuslaB des Vorratsbehalters des Mittels 7' ein, wo- 5 
bei die Fordereinrichtung 9' dann davon getrennt ist. 

SchlieBlich zeigt Fig. 3 eine dritte erfindungsgemaBe Vor- 
richtung 1", die im Grundaufbau ebenfalls der aus Fig. 1 be- 
kannten Vorrichtung entspricht. Hier umfassen die Mittel 7" 
einen Au&iahmetrichter 12, in den vor Beginn der Bedamp- 10 
fung der dotierte Leuchtstoff eingegeben wird. Dieser Auf- 
nahmetrichter 12 ist oberhalb der Verdampfungsquelle 5 an- 
geordnet. 

Am unteren Ende des Aufnahmetrichters 12 ist eine mit- 
tels eines Verschlufielements 13 reversibel schlieBbare Aus- 15 
laBoffhung 14 vorgesehen, wobei der OfFnungsgrad der 
AuslaBof&iung 14 durch entsprechend weites Ofifoen des 
VerschluBmittels 13 eingestellt werden kann, so daB auch 
hier die Aufgabemenge variierbar ist. Samtliche Steuerun- 
gen der bei den beschriebenen Vorrichtungen 1, 1' und 1" re- 20 
levanten Komponenten erfolgen iiber nicht naher gezeigte, 
auBerhalb der Kammer angeordnete Steuermittel. 

SchlieBlich zeigen die Fig. 4 bis 10 verschiedene Ausfiih- 
rungsformen von Verdampfiingsquellen. In der einfachsten 
Ausfuhnmgsform (Fig. 4 und 8) kann die Verdampfungs- 25 
quelle aus einem ebenen Blech, bevorzugt aus Molybdan 
Oder Wolfrani, bestehen und beispielsweise einen rechtecki- 
gen Oder runden Querschnitt aufweisen. Zur Ermoglichung 
einer gerichteten und kanalisierten Verdampfiing ist es je- 
doch vorteilhaft, Mittel zum Leiten des von der Aufgabefla- 30 
che abdampfenden Dampfstromes vorzusehen, wozu, siehe 
die Fig. 5 bis 7 und 9 und 10, die jeweiligen Verdampftangs- 
quellen nach Art eines Behaltnisses mit Seitenwanden 15 
versehen sind Diese Seitenwande 15 konnen beispielsweise 
bei den Ausgestaltungen gemaB Fig. 5 und 9 vom Boden im 35 
wesentlichen vertikal abstehen. Sie konnen jedoch auch, 
siehe die Fig. 6, 7 und 10, unter einem Winkel hierzu ange- 
ordnet sein. Bevorzugt werden beim Erhitzen der Verdarap- 
fungshiille auch die Seitenwande mitbeheizt, wozu ggf. se- 
parate Heizmittel vorgesehen sein konnen. AbschlieBend isl 40 
darauf hinzuweisen, daB jedes der Mittel 7, 7', 7" iiber geeig- 
nete Kuhleinrichtungen gekiihlt werden kann, so daB der je- 
weils dort befindliche Leuchtstoff ebenfalls gekiihlt wird. 
Dies kann beispielsweise mittels geeigneter, an den jeweili- 
gen Mitteln vorgesehene Kiihlstrecken, die beispielsweise 45 
von Kiihlwasser durchstroint sind, erreicht werden. Das 
Kuhlen des Leuchtstoff es bewirkt, dafi dieser bei der im 
Kanmierinneren herrschenden Temperatur nicht bereichts 
vor dem Aufbringen auf die Verdampfungsquelle abdampft 
Oder aber sich ggf. enimischt, was durch die unterschiedli- 50 
chen Dampfdrucke der den dotierten Leuchtstoff bildenden 
Komponenten moglich sein kann. 

Patentanspriiche 

55 

1 . Verfahren zum Herstellen eines mit einem dotierten 
Leuchtstoff beschichteten Substrats, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB ein pulver- oder granulatformiger, dotier- 
ter Leuchtstoff in einer Bedampfungskammer einer Be- 
dampfungsvorrichtung im Vakuum auf eine erwarmie 60 
Verdampfungsquelle gegeben wird, wo er sofort ver- 
dampft und sich auf dem Substrat abscheidel. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB ein mit GaUium dotierter Leuchtstoff verwen- 
dei wird. 65 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der pulver- oder granulatformige Leucht- 
stoff einen mittleren Komdurchmesser < 5mm, insbe- 
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sondere aus dem Bereich 0,05 mm bis 5mm aufweist. 

4. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB der Leuchtstoff aus 
einem Vorratsbehalter mittels einer Fordereinrichtung 
zur Vedampfiingsquelle gebracht wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, daB der Leuchtstoff mittels eines Vibrations- oder 
Zentrifugalforderers gefordert wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur Einstellung der auf die Verdamp- 
fungsquelle gegebenen Menge an Leuchtstoff die For- 
dergeschwindigkeit variiert wird. 

7. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 6, da- 
durch gekermzeichnet, daB der Leuchtstoff vor Auf- 
gabe auf die Verdampfungsquelle in einen Aufnahme- 
trichter mit einer AuslaBoffnung gegeben wird. 

8. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB der Leuchtstoff in einen mit 
einer reversibel schliefibaren AuslaBoffnung versehe- 
nen Aufnahmetrichter gegeben wird, die zum Aufbrin- 
gen auf die Verdampfimgsquelle geoffhet wird, 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeich- 
net, daB zur Einstellung der auf die Verdampfungs- 
quelle gegebenen Menge an Leuchtstoff der Ofiftiungs- 
grad der AuslaBoffiiung variiert wird. 

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 4 bis 9, da- 
durch gekennzeichnet, daB der in dem Vorratsbehalter 
und/oder der Fordereinrichtung und/oder dem Aufnah- 
metrichter befindliche Leuchtstoff gekiihlt wird. 

11. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat wah- 
rend der Bedampfung erwarmt wird. 

12- Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat wah- 
rend der Bedampfung rotiert. 

13. Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB eine Verdampfungs- 
quelle mit den Leuchtstoff-Dampfstrom leitenden Mit- 
teln verwendet wird. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi eine Verdampfungsquelle in Form eines 
seitlich geschlossenen Behaltnisses mit der Stromlei- 
tung dienenden Wanden verwendet wird. 

15. Vorrichtung zum Bedampfen eines Substrats mit 
einem Beschichtungsstoff, insbesondere einem Leucht- 
stoff, geeignet zur Durchfiihrung des Verfahrens nach 
den Anspriichen 1 bis 14, umfassend eine Bedamp- 
fungskammer (2), in der ein Vakuum erzeugbar ist und 
in der wenigstens eine Verdampfungsquelle (5) vorge- 
sehen ist, die mittels eines zugeordneten Heizmittels 
(6) erwarmbar ist, sowie zur Aufnahme des pulver- 
oder granulatformigen Beschichtungsstoffes ausgebil- 
dete Mittel (7, 7', 7"), von denen oder mittels welcher 
der Leuchtstoff auf die dazu separat angeordnete Ver- 
dampfungsquelle (5) zur sofortigen Verdampfung geb- 
bar ist. 

16. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Mittel (7, 7') einen den Beschich- 
tungsstoff aufnehmenden Vorratsbehalter (8) sowie 
eine diesem zugeordnete Fordereinrichtung (9) zum 
Fordem des Beschichtungsstoffes zur Verdampfungs- 
quelle (5) umfassen. 

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fordereinrichtung (9) ein Vibration- 
oder Zentrifugalforderer ist. 

1 8. Vorichtung nach Anspruch 16 oder 17, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB zur Einstellung der auf die Ver- 
dampfungsquelle (5) abgegebenen Stoffmenge die For- 
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dergeschwindigkeit variierbar isl. 

19. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 18. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Mittel (7') einen der 
Fordereinrichtung (9) nachgeordneten Auftiahmerich- 
ter (10) mit einer AuslaBoffhung (11) umfassen, in den 5 
der Beschichtungsstofif von der Fordereinrichtung (9) 
gebbar ist, 

20. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 19, 
dadurch gekennzeichnet, daB der Vorratsehalter (8) au- 
Berhalb der Bedampfungskammer (2) und die Forder- lo 
einrichtung (9) sich in das Kammerinnere erstreckend 
angeordnet ist, oder daB der Vorratsbehalter (8) und die 
Fordereinrichtung (9) im Innem der Bedampfungs- 
kammer (2) angeordnet sind. 

21. Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekenn- 15 
zeichnet, daB die Mittel (T') einen den Beschichtungs- 
stoff aufhehmenden Aufnahmetrichter (12) mit einer 
reversibel schlieBbaren AuslaBoflhung (14) umfassen, 
die zum Aufbringen des Beschichtungsstoffes geof&iet 
wird. 20 

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB zur EinsteUung der aufzubringenden 
Stoffmenge der OfFnungsgrad der AuslaBofl&iung (14) 
variierbar ist. 

23. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 22, 25 
dadurch gekennzeichnet, daB der von den Mitteln (7, T, 
7") aufgenommene, gegebenenfalls der in dem Vorrats- 
behalter (8) und/oder der Fordereinrichtung (9) und/ 
Oder dem Au&iahmetrichter (10, 12) befindliche 
Leuchtstoff kiihlbar ist 30 

24. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Verdampfungsquelle 
(5) Mittel zum Leiten des Dampfstromes aufweist. 

25. Vorrichtung nach Anspruch 24, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Verdampfungsquelle nach Art eines 35 
seitlich geschlossenen Behaltnisses mit der Strom-Lei- 
tung dienenden Wanden (15) ausgebildet ist, wobei die 
ende (15) vom Behaltnisboden senkrecht oder unter ei- 
nem Winkel dazu abstehen. 

26. Vorrichtung nach Anspruch 25, dadurch gekenn- 40 
zeichnet, aB die Wande (15) gezielt erarmbar sind. 

27. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, daB Mittel (4) zum Erwarmen 
des Substrates (3) vorgesehen sind. 

28. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 15 bis 27, 45 
dadurch gekennzeichnet, daB das Substrat (3) rotierbar 
und die Verdampfungsquelle (5) exzentrisch zur Rota- 
tionsachse angeordnet ist. 
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